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【はじめに】半導体デバイスの製造プロセスにおいて，配線層間絶縁膜による平坦化技術として

有機スピンオングラス（Spin On Glass : SOG）膜が用いられている。有機の SOG膜は，500℃以上

の大気焼成による有機成分の脱離とシラノールの縮合反応により，無機の SOG 膜へと変化する。

この無機 SOG膜への変化を促進させ膜密度や膜強度を向上させるため，焼成前に，酸化力が高い

OH ラジカルが高密度に生成すると言われているマイクロ波励起水中気泡内プラズマ（MBP：

Microwave excited Bubble Plasma in water）[1] による酸化改質処理の追加を検討した。 

【実験】MBP処理において生成する活性種を発光分光法により同定した。スピンコート法により

有機シロキサン樹脂を Si基板に塗布し，乾燥して有機 SOG膜を形成した。MBPによりマイクロ

波電力 150Wで 2分間処理した後，800℃で 30秒間の大気焼成を行った。膜中の有機成分量の変

化を真空 FT-IR分析により調べた。 

【結果と考察】図 1に，MBPの発光分光スペクトルを示す。水由来の活性種として OH，Hα，O

の発光ピークが見られ，特に OHの発光強度が大きかった。図 2に，2900-3000cm
-1の FT-IRスペ

クトルを示す。2960cm
-1ならびに 2925cm

-1付近に見られる吸収ピークはメチル基ならびにメチレ

ン基における C-H 間の伸縮振動と考えられる。MBP 後の C-H 伸縮振動ピークは，処理前に対し

て 1/4 程度に低減しており，大気焼成を加えることでさらに低減した。大気焼成のみの場合と比

較して C-H伸縮振動のピークが大きく減少していることから，高密度に生成した OHラジカルが

残留する有機成分の低減に寄与したと考えられる。 
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